NAPAROVANI TENKYCH VRSTEV

(O MERIME

Tenké vrstvy dielektrickych a kovovych materiald, pripadné jejich kombinace ve vicevrstevnatjch systémech.
Z dielektrickych materidld se typicky jednd o Si02, Ti02, Hf02, MgF2, AIF3 a dalsi. Z kovovjch materidld
nanasime pfedevsim Al, Cr a Ag pro zrcadlové aplikace. Vakuové aparatury jsou vybaveny iontovymi dély
pro iontové asistovanou depozici. Vrstvy nanasime na rozlicné substraty do velikosti 960 mm opsané
kruZnice a hmotnosti 15 kg.

TECHNICKE PARAMETRY

« technické vakuum do 5E-4 Pa

«  zplisoby napafovani: termicky ohrev, elektronové délo
« moznost reaktivniho napafovani v kyslikové atmosfére
« iontové asistovana depozice (AID)

« aktivace povrchu: argonovy vijboj, iontové preddistént

PROC A PRO KOHO MERIME / APLIKACE

« vyroba zrcadlovych vrstev pro védecké a priimyslové aplikace
= nandseni ochrannych dielektrickych vrstev na optické prvky
*  vyzkum a vjvoj novych materidld
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KONTROLA KVALITY

Zhlediska optickych vlastnosti je kvalita vrstev sledovana pomocf spektraini elipsometrie (index lomu,
tloustka vrstev, starnutf, ploSnd homogenita), bezkontaktniho méfenf rozptylu a nanoindentace (mechanické
vlastnosti). Ddle provadime zkousky adheze a méfeni propustnosti a odrazivosti vrstev.

Fluorescencni detektor teleskopu (PAO, Argentina)

Optimalizace tenkeé vrstvy

Merit function

Thickness MgF2 [nmi (2. layer}

Thickness SI02 [nm] (1. layer)
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